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1   はじめに 
低分子オルガノゲルは高温でゾル、低温でゲルと

なる物理ゲルであり、繊維状の会合体がネットワー

ク化することによりゲル化が起こる[1]。このような

ゲルを小角散乱で観測すると、比較的広範囲で rod
粒子のフォームファクターに従うことが示されてい

る[2]。低分子ゲル化剤には様々なタイプが報告され

ているが、近年、界面活性剤球状ミセルにある種の

添加剤を加えることによってロッド状ミセルへと構

造を変化させ、そのロッド状ミセルのネットワーク

化によりゲルが生じることが報告されている。本研

究では、様々な種類の添加剤によって形成される、

分子会合体の構造を放射光小角Ｘ線散乱（SAXS）
により調査した。さらに添加剤として光応答性の分

子を用いることにより、光応答性ゲルを作製し、光

照射下におけるゲルからゾルへの構造変化を調査し

た。 

2   実験 
カチオン性界面活性剤に対して、水を除去するた

めに 70℃の真空オーブン中で試料の乾燥を行った。

カチオン性界面活性剤と添加剤を様々なモル比で混

合した試料にキシレンを加え、130℃のオイルバス

で加熱し均一に溶解させた後、室温で静置してゲル

を作製した。ゲルの構造調査するために、BL10C に

て放射光小角 X 線散乱測定を行った。得られた二次

元像を円環平均し、q の関数として散乱曲線を得た。

ここで、q は q = 4πsin(θ/2 )/λで表される散乱ベクト

ルであり、θとλはそれぞれ散乱角と X 線の波長を表

す。検出器としてイメージングプレート（R-AXIS)

を用いた。得られた測定データは積算時間、バック

グラウンド散乱に対して補正された。光応答性の添

加剤を用いた試料に対しては、UV-LED 照射器(スポ

ット径10φ、波長 365nm、強度 400mV/cm2)を用いて、

UV 照射を行い、SAXS 測定を行った。 

3   結果および考察 
図１は各種添加剤を加えた際の SAXS プロフィー

ルの変化を示す。いずれの試料においてもピーク位

置が 1:2 あるいは 1:2:3 の比で観測され、これらの系

がラメラ構造を示すことが確認された。なお、添加

剤分子のサイズが大きくなるにつれて、ピーク位置

が小角側へ移動していることが確認された。このこ

とから、これらの系では添加剤分子が界面活性剤分

子間に入り込むことによってゲル化が起こっている

ものと考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
添加剤分子として、アントラセン型の光応答性分子

を用いたゲルに対して、UV 照射を行ったところゾル

への転移が確かめられた。この系の UV 照射後の

SAXS 測定を観測したところラメラ構造の崩壊が確認

された。 

4   まとめ 
界面活性剤/添加剤/有機溶媒ゲルでは、ラメラ構

造を示し、添加剤のサイズが大きくなるほどラメラ
スペーシングは大きくなった。また、光応答性の添
加剤を用いた系においては、UV 照射を行うことに
よりラメラ構造が崩壊し、ゾルへと転移することが
確かめられた。 
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図 1. 界面活性剤/各種添加剤/キシレンゲ

ルの SAXS プロフィール 
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